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１．概要（Summary） 

現状のフォトレジスト材料開発では、過去の知見に基づ

き材料を合成、調合し、露光結果を SEM で観察、SEM

像から評価指数（感度、解像度、ラフネス）を抽出し、試行

錯誤により、性能の改善を行っていく。最適解を見つける

ためには試行錯誤が必要であるが材料・プロセスパラメー

ターが多すぎ材料・プロセス開発の妨げとなっている。本

研究では、多数の SEM 画像を学習することにより、感度、

解像度、ラフネス以外の情報（評価指標）を引き出せるよう

にする。さらに、あらたな評価指標と材料・プロセスパラメ

ーターとの相関をあきらかにし、材料設計に有効な特徴

量を得る。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

超高精細電子ビームリソグラフィー装置、深掘りエッチ

ング装置 

【実験方法】 

化学増幅型レジストを調整し、2.5 cm 角シリコンウェハ

にスピンコート後、電子線描画装置でパターニングを行い、

深掘エッチング装置でエッチングを行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

得られたレジスト及びエッチング後のパターン画像を教

師なし機械学習で、ラインクラス、スペースクラス、エッジク

ラスに分類し、良好な識別結果を得た。（Fig. 1） 
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Fig. 1. 3-class classification. Pixels in the images were classified into 3 classes by (a) multi-Otsu method in 

threshold finding and; (b) Ward method and (c) centroid methods in hierarchical clustering. Note that colors in 

images represent different classes. 


